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I 

前    言 

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。 

本文件是YS/T ××××《焙烧钼精矿化学分析方法》的第10部分。YS/T ××××已经发布了以

下部分： 

——第 1 部分：钼含量的测定 钼酸铅重量法； 

——第 2 部分：氨不溶钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法； 

——第 3 部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 X 荧光光度法； 

——第 4 部分：锡含量的测定  原子荧光光谱法； 

——第 5 部分：锑含量的测定  原子荧光光谱法； 

——第 6 部分：铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 7 部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 8 部分：钙、镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 9 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法； 

——第 10 部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法； 

——第 11 部分：钨含量的测定 硫氰酸盐萃取光度法； 

——第 12 部分：碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。 

本文件起草单位：西安汉唐分析检测有限公司、洛阳钼业集团股份有限公司、酒泉钢铁有限责任公

司。 

本文件主要起草人：  
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II 

引    言 

焙烧钼精矿，又名工业氧化钼、钼焙砂。焙烧钼精矿不仅是添加于合金的主要钼产品，而且是制取

钼铁和生产钼酸铵的原料，属于国家战略储备物资。但国内外仍缺少焙烧钼精矿的检验标准，因此通过

实验研究并建立一套完整且切实可行的焙烧钼精矿化学分析方法标准已是行业急需。本标准拟由十二部

分组成。 

——第 1 部分：钼含量的测定 钼酸铅重量法； 

——第 2 部分：氨不溶钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法； 

——第 3 部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和 X 荧光光度法； 

——第 4 部分：锡含量的测定  原子荧光光谱法； 

——第 5 部分：锑含量的测定  原子荧光光谱法； 

——第 6 部分：铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 7 部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 8 部分：钙、镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法； 

——第 9 部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法； 

——第 10 部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法； 

——第 11 部分：钨含量的测定 硫氰酸盐萃取光度法； 

——第 12 部分：碳、硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法。 

本标准填补了国内外在焙烧钼精矿检验领域的空白，对完善焙烧钼精矿的生产产业链，提高焙烧钼

精矿的生产能力具有积极的指导意义。
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焙烧钼精矿化学分析方法 

第 10 部分：硅含量的测定 

钼蓝分光光度法 

警示——使用本文件的人员应有正规实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。 

1  范围 

本文件规定了焙烧钼精矿中硅含量的测定方法。 

本文件适用于焙烧钼精矿中硅含量的测定。测定范围：0.15%～8.00%。 

2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法 

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定 

3  术语和定义 

本文件没有需要界定的术语和定义。 

4  原理 

试料用硝酸-氢氟酸混合酸经微波消解溶解。用硼酸掩蔽氟离子，加入钼酸铵与硅形成硅钼黄，加

入草酸-硫酸混酸提高酸度并消除磷和砷的干扰，用抗坏血酸将硅钼黄还原成硅钼蓝，于分光光度计波

长 800 nm 处测量吸光度。 

5  试剂或材料 

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合 GB/T 6682 要求的实验室二级水。 

5.1  硝酸（ρ=1.42 g/mL）。 

5.2  氢氟酸（ρ=1.15 g/mL）。 

5.3  硼酸饱和溶液。 

5.4  钼酸铵溶液（50 g/L），分析纯。 

5.5  草酸-硫酸混合酸：称取 25 g 草酸（分析纯），加入 300 mL 水中，于搅拌下缓慢加入 100 mL 硫酸

（ρ=1.84 g/mL），溶解后，加水至 1000 mL，混匀，冷却至室温。 

5.6  抗坏血酸溶液（20 g/L），分析纯：用时现配。 
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5.7  硅标准贮存溶液：称取 1.0697 g 预先在 1000 ℃下灼烧 30 min 并于干燥器中冷却至室温的二氧化

硅（wSiO2≥99.99%）置于 30 mL 铂坩埚中，加入 5 g 碳酸钠，5 g 碳酸钾，混匀。在 1000 ℃高温炉中熔

融 20 min，取出冷却，于聚四氟乙烯烧杯中用热水浸出熔块，冷却后移入 500 mL 容量瓶中，用水稀释

至刻度，混匀，贮存于塑料瓶中。此溶液 1 mL 含 1 mg 硅。 

5.8  硅标准溶液：移取 10.00 mL 硅标准贮存溶液（5.7）于 1000 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，混

匀。立即移入塑料瓶中。此溶液 1 mL 含 10 μg 硅。 

6  仪器设备 

分光光度计。 

7  样品 

试样应粉碎并通过 0.096 mm 筛孔，并在 105 ℃～110 ℃烘至恒重。 

8  试验步骤 

8.1  试料 

称取 0.10 g 样品（7），精确至 0.0001 g。 

8.2  测定次数 

平行做两份试验，取其平均值。 

8.3  空白试验 

随同试料做空白试验。 

8.4  测定 

8.4.1  将试料（8.1）置于聚四氟乙烯消解罐中，加入 5 mL 硝酸（5.1），1 mL 氢氟酸（5.2），于微波

消解仪中 100 ℃保温 1 h，150 ℃保温 1 h，取出，冷却至室温。移入 100 mL 塑料容量瓶中，加入 40 mL

硼酸饱和溶液（5.3），用水稀释至刻度，混匀。 

8.4.2  按表 1 分取试液（8.4.1）于 100 mL 塑料容量瓶中，加入 1.0 mL 硝酸（5.1），稀释至约 20 mL，

加入 5 mL 钼酸铵溶液（5.4），混匀，在室温下放置 20 min。加入 20 mL 草酸-硫酸混合酸（5.5），混匀，

立即加入 5 mL 抗坏血酸溶液（5.6），用水稀释至刻度，混匀，放置 30 min。 

表1  试液分取体积 

硅的质量分数 

% 

试液分取体积 

mL 

0.15～1.00 5.00 

>1.00～5.00 2.00 

>5.00～8.00 1.00 
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8.4.3  将部分试液（8.4.2）移入 1 cm 比色皿中，以随同试料空白试验溶液为参比，于分光光度计波长

800 nm 处测量其吸光度，从工作曲线上查得相应的硅量。 

8.5  工作曲线的绘制   

8.5.1  移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL硅标准溶液（5.8）于一组100 mL

塑料容量瓶中，以下按8.4.2条进行。 

8.5.2  移取部分试液（8.5.1）于 1 cm 比色皿中，以工作曲线中零浓度溶液为参比，于分光光度计波长

800 nm 处测量其吸光度。以硅量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。 

9  试验数据处理 

硅含量以硅的质量分数 wSi 计，按公式（1）计算： 

6

1 0
Si

0

m 10
100%

V

m V
w

 
 


…………………………………………（1） 

式中： 

wSi——试料中硅的质量分数； 

m1——从工作曲线上查得的硅量，单位为微克（μg）； 

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）； 

m0——试料质量，单位为克（g）； 

V——分取试液体积，单位为毫升（mL）。 

计算结果保留至小数点后第二位，按 GB/T 8170 的规定修约。 

10  精密度 

10.1  重复性 

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表 2 给出的平均值范围内，两个测试结果的

绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）情况不超过 5%，重复性限（r）按表 2 数据采用线

性内插法或外延法求得。 

表 2  重复性限 

wSi/% 0.65 3.76 4.46 6.27 7.47 

r/%      

10.2  再现性 

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表 3 给出的平均值范围内，两个测试结果的

绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过 5%，再现性限（R）按表 3 数据采用线

性内插法或外延法求得。 

表 3  再现性限 

wSi/% 0.65 3.76 4.46 6.27 7.47 

R/%      



YS/T ××××.10—20×× 

4 

11  试验报告 

试验报告至少应给出以下几个方面的内容： 

——试验对象； 

——本文件编号； 

——结果； 

——与基本分析步骤的差异； 

——观察到的异常现象； 

——试验日期。 
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附录 A 

（资料性） 

精密度试验原始数据 

精密度数据由 3 家实验室对硅含量的 5 个不同水平样品进行共同试验确定。每个实验室对每个水平

的硅含量在重复性条件下独立测定 11 次。测定的原始数据见表 A.1。 

表 A.1  精密度试验原始数据 

实验室 水平数 
w/%（n=11） 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 0.631 0.644 0.641 0.639 0.648 0.654 0.651 0.649 0.658 0.641 0.653 

2 3.761 3.813 3.766 3.641 3.824 3.815 3.758 3.762 3.666 3.843 3.756 

3 4.471 4.438 4.475 4.573 4.369 4.475 4.372 4.468 4.473 4.470 4.464 

4 6.322 6.339 6.217 6.223 6.326 6.320 6.123 6.322 6.226 6.225 6.319 

5 7.462 7.463 7.458 7.562 7.464 7.468 7.454 7.391 7.458 7.542 7.502 

2 

1 0.652 0.648 0.644 0.645 0.645 0.651 0.640 0.646 0.642 0.645 0.650 

2 3.772 3.769 3.762 3.767 3.760 3.767 3.755 3.763 3.760 3.767 3.758 

3 4.461 4.458 4.451 4.456 4.458 4.451 4.454 4.461 4.464 4.458 4.458 

4 6.258 6.266 6.265 6.264 6.269 6.254 6.260 6.275 6.274 6.262 6.267 

5 7.475 7.469 7.470 7.474 7.475 7.490 7.466 7.481 7.484 7.472 7.483 

3 

1            

2            

3            

4            

5            

 

 


